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Efekty kształcenia Student posiada wiedzę na temat procesów technologicznych stosowanych przy produkcji 

układów scalonych VLSI, zna wpływ parametrów procesow technologicznych na geometrię i 

profile domieszkowania wytwarzanych przyrządów oraz ich wplyw na uzyskiwane 
charakterystyki elektryczne. 

 
Wymagania 
wstępne 
 

Fizyka półprzewodników, przyrządy półprzewodnikowe, podstawy mikroelektroniki   

Organizacja 
przedmiotu i treści 
kształcenia 

WYKŁAD 

Wykład omawia organizację clean room'u,a także poszczególne operacje technologiczne, 
takie jak wytwarzanie monokryształów, epitaksja, litografia, implantacja jonów, nakładanie 

cienkich warstw z fazy gazowej, wytrawianie, nakładanie metalizacji, packaging, testowanie. 
Wykład ilustruje jak pojedyncze operacje technologiczne połączone są w jednolity proces 

wytwarzania ukladów scalonych. 

 
ĆWICZENIA LABORATORYJNE 

W czasie laboratorium studenci zaznajamiają się z podstawowymi procesami 
technologicznymi, takimi jak: implantacja jonów, dyfuzja domieszek, epitaksja, wyżarzanie, 

wytrawianie. Poprzez symulacje studenci uczą się jak kontrolować ww. procesy i badają 

wpływ ich parametrów (czas, temperatura, itp.) na uzyskiwane profile domieszkowania oraz 
charakterystyki elektryczne przyrządów. 

 
Forma zaliczenia - 
sprawdzenia 
osiągnięcia efektów 
kształcenia 
 

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z egzaminu pisemnego i oceny końcowej z 

laboratorium. 
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Uwagi Laboratorium jest prowadzone z użyciem oprogramowania ATHENA/ATLAS firmy SILVACO. 
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